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Slovni vyjadieni, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Prace pana Hakla navédzala na smér studia nanostrukturnich kiemikovych vrstev, ktery je
naplni mé skupiny v oddéleni tenkych vrstev a nanostruktur jiz po vice let. Hlavnim zajmem
skupiny je méfeni elektronickych vlastnosti jednotlivych komponent vrstev pomoci hrotu
mikroskopu atomarnich sil (AFM). Hrot mikroskopu tak slouZi nejen pro zobrazovani topografie,
ale i jako elektricky kontakt pro méfeni lokalni tmavé vodivosti a fotovodivosti.

Pan Hakl se dokazal zorientovat v jiz dosazenych vysledcich velmi pohotové. Pracoval
pfitom v §irokém zabéru: od sezndmeni s PECVD depozici pies vlastni méfeni na AFM
mikroskopech (Bruker Icon, Veeco Dimension 3100, NT-MDT Ntegra), elektronovou mikroskopii
(Tescan Mira 3) az po numerickou simulaci rozloZzeni poli a proudu ve vzorcich pomoci metody
kone¢nych prvkil v prostfedi Comsol Multiphysics. Pan Hakl ptitom spolupracoval s fadou dalsich
lidi piimo v nasi laboratofi, ale také napf. na Ustavu fyzikalniho inzenyrstvi FSI VUT v Brng.

Pan Hakl pfitom projevil nejen schopnost nezavislého a kritického uvazovani, ale také
velkou samostatnost. Vysledky prezentované v jeho bakalaiské praci jsou tedy vesmés piimo jeho
vlastni samostatnou praci. V praci jsou obsazeny i jeho numerické odhady moznych vysledk, které
sveéd¢i o schopnostech kritické analyzy vysledkil z vice pohledi. V nékolika smérech se pan Hakl
dostal az k originalnim vysledktiim: napf. simulace rozloZeni poli pro dvojice zrn v kontaktu,
simulace zavislosti lokdlniho proudu na poloze hrotu vzhledem k zrnu, fotoodezva v zavislosti na
velikosti zrn a dalsi.

Kromé toho pan Hakl osvéd¢il schopnost systematické a detailni prace, coz je ziejmé
z dikladné provedené reSerSe a bohaté bibliografie, rozsadhlého tivodu, vzorné zpracované grafické
podoby obrazki, vysvétlivek pod ¢arou, seznamu pouzivanych symboli atd.

V soucasném okamZiku jsem toho nazoru, ze vysledky pana Hakla se blizi ke stavu, ktery
by mél vést k publikaci v nékterém mezinarodnim odborném ¢asopise. K tomu by vsak bylo tieba
jesté zopakovat nékterd méteni, predevsim zavislost fotovodivosti na velikosti mikrokrystalickych
zrn, provést znovu méfeni tmavé vodivosti a fotovodivosti na poloze hrotu vzhledem k zrnu. To je
vSak rozsah prace, ktery prekracuje ¢as vymezeny pro bakalaiskou praci.

Zavérem: pan Hakl bohaté splnil viechny pozadavky v jeho zadani a sta¢i mu jiz jen malo
(pfedevsim delsi ¢as na zopakovani dilezitych méfeni) k tomu, aby jeho vysledky mohly byt
publikovany na védecké urovni.

P¥ipadné otazky pri obhajobé a naméty do diskuze:

Numericky odhad poloméru kontaktu hrotu s povrchem vzorku (na str. 44) je ~1.5 nm,
nicméné na str. 60 je odhadovana kontaktni plocha na 30-220 nm2. Vysvétlete prosim rozdil mezi
obéma hodnotami a diskutujte, jaké rozliSeni lze o¢ekavat od proudovych map ziskanych pomoci
vodivostniho AFM.
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